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１．概要（Summary） 

液体クロマトグラフィー (LC) におけるカラム効

率は，充填する粒子の形状や充填状態等に影響され，

一般的に形状・サイズが均一な粒子を均一に充填する

ことで向上することが知られている。本グループでは，

サイズ分布を制御した多分散型構造体配列を作製し，

サイズ分布とカラム効率の関係の定量的な評価法を

提案してきた。これまでに，幅の分布の異なる構造体

を配列した流路を用いることで，構造体幅の分布がカ

ラム性能の悪化に与える影響を明らかにしてきた。 

本研究では，充填層内構造の充填状態がカラム効率

に与える影響を明らかにするため，配列方法の異なる

構造体配列のカラム性能を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置，レジスト塗布装置，レジスト現

像装置，両面マスクアライナー，ドライエッチング装置，

紫外線照射装置，ダイシングソー 

 

【実験方法】 

レーザー直接描画装置  (DWL2000, Heiderberg 

Instruments Mikrotechnik) によって，クロムマスク

を作製した。ポジ型レジスト TCIR–ZR8800PB を 4

インチ Si 基板上に回転塗布し，130ºC でプリベーク

した。その後，両面マスクアライナ露光装置（SUSS 

MA6 BSA，ズース・マイクロテック）を用いて基板上

に流路のパターンを描写した。110ºCでポストベイク

後，現像液 (SD–1) に浸漬した。 

流路パターン現像後の Si 基板を，DRIE プロセス

によって，エッチングした。流路構造を密閉するため，

導入孔を開けた石英基板とエッチング後のシリコン

基板をオプティカルコンタクトによって接合した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したデバイスを，シリンジポンプ及びインジェクタ

ーと，フューズドシリカキャピラリーを介して接続した。キャ

ピラリーとデバイスの接続には，専用治具を用い，出口側

に検出用キャピラリーを用いる場合と，流路内の直接観

察によるオンカラム検出の場合とで，段高さを比較した。 

幅の異なる 2 種類の構造体の配列位置を変えた場合，

隣り合う構造のサイズ差の総和が小さい構造体配列にお

いて，高いカラム効率が得られた。また，単分散型の構造

体配列の各行の配列基準座標に分布を持たせた場合，

ある一定以上の分布を持つと性能が悪化した。このことか

ら，構造体幅の分布以外に，カラム内の均一性がカラム

の性能に影響を与えていることが明らかになった。 

最終的に，基準となるカラムからの差で，カラム内の均

一性を定量的に評価できることが示唆された。 
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